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Mikrowellen mit antibakterieller Ausristung

Samsung Electronics erhalt Qualitats-Label fiir antibakterielle Beschichtung von Mikrowel-
len

BONNIGHEIM (dd) Am 20.04.2011 Uberreichten die Mikrobiologen Jutta Secker und Dr.
Helmut Mucha des Fachbereiches Hygiene, Umwelt und Medizin das Qualitats-Label der
Hohenstein Institute fur antibakterielle Wirkung an Jongchull Shon, Leiter der Produktent-
wicklung fir Gargerate bei Samsung und seine Mitarbeiterin Kisuk Jeon. Auch Dr. Hartmut
Kraus und Michael Laue aus dem Europaischen Entwicklungszentrum von Samsung
(ERC) in Stuttgart freuen sich tber den Wirkungsnachweis der antibakteriellen Ausristung.

Auf Antrag von Samsung untersuchten die Hohenstein Institute die spezielle Innenbe-
schichtung von Mikrowellen mit Keramik-Emaille Garraum, die die Bakterien abtotet. Fur
die Uberpriifung der antibakteriellen Wirkung wurde das Bakterium Staphylococcus aureus
verwendet, ein auch im Haushalt auftretender Keim, der gefahrliche Toxine bildet, die zu
Lebensmittelvergiftungen fihren kénnen. Neben dem ublichen Test bei 36° C wurde die
Wirksamkeit der Beschichtung auch bei 20° C (entspricht ca. der Raumtemperatur) nach-
gewiesen. Die Prifung wurde gemaf der glltigen Norm ISO 22196:2007-10 durchgefihrt.

Die speziell ausgerusteten Mikrowellen sollen bereits 2011 auf den europaischen Markt
kommen.

Bonnigheim, 30. Mai 2011

Die vorliegende Presseinformation sowie das dazugehoérige Bildmaterial kbnnen Sie auch
jederzeit im Internet unter http://www.hohenstein.de/SITES/presse.asp herunterladen.
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Das Qualitatslabel fur Antibakterielle
Aktivitat der Hohenstein Institute.
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Die antibakterielle Wirksamkeit kann auch
in Praxistests Uberprift werden.
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